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摘要(译)

公开了一种阵列基板，制造阵列基板的方法和显示装置，用于消除在单
元处理期间产生的白色Mura缺陷。该方法包括以下步骤：在基板上形成
显示区域和非显示区域，电路接合区域布置在非显示区域内;通过构图工
艺在显示区域内形成取向膜;通过图案化工艺形成至少在除电路接合区域
之外的非显示区域的一部分中的透明保护层;通过摩擦压印工艺，在取向
膜表面上形成多条具有相同取向的线，用于液晶分子的有序排列，其中
透明保护层的表面高度小于或等于取向膜的表面高度。
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